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Е – амплитуды электрического и магнитного полей ЭМ волны;
V – константа Верде; d – путь, пройденный ЭМ волной в веществе.
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Эффекты Фарадея

Для усиления обратного эффекта Фарадея (ОЭФ) 
необходимо:

1. Наличие как можно большего по модулю 
векторного произведения              .

2. Усиление интенсивности ЭМ  поля в среде.
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Векторное произведение            .

В ходе работы использовалось комплексное представление векторов:
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Для линейно поляризованной волны:
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Для волны, поляризованной по кругу:
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Обратный эффект Фарадея проявляется при прохождении через 
вещество ЭМ волны с круговой или эллиптической поляризацией из-за 

наличия сдвига по фазе между компонентами электрического поля
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При распространении уединенного поверхностного 
плазмон-поляритона (ППП) присутствует ненулевое 

векторное произведение ][ *EE




Возможность усиления ОЭФ при распространении 
поверхностных плазмон-поляритонов

Компонента электрического 
поля, лежащая в плоскости 
границы раздела сред , и 
компонента, 
перпендикулярная этой 
плоскости , сдвинуты 

между собой по фазе на p/2.



Усиление интенсивности  при распространении 
уединенного плазмон-поляритона происходит вследствие 
локализации поля ЭМ волны в тонком приграничном слое

Возможность усиления ОЭФ при распространении 
поверхностных плазмон-поляритонов



Интерференция нескольких поверхностных 
плазмон-поляритонов
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 ←перфорированный диэлектрик (h=260 нм)

←гладкий металл (h=70 нм)

←парамагнетик (полубесконечный, ε=2.56)

Распределение            и            после прохождения 
ЭМ волны через гетероструктуры
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Параметры решетки:

период– 924 нм

размер отверстий – 236х236 нм
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Распределение            и            после прохождения 
ЭМ волны через гетероструктуры

Параметры решетки:

период– 533 нм

размер отверстий – 272х272нм
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 ←перфорированный диэлектрик (h=147 нм)

←гладкий металл (h=57 нм)

←парамагнетик (полубесконечный, ε=5.5)




Возможная реализация сверхбыстрой записи информации 

 



Выводы
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